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2. 人か5 0)発塵

国2に，人が歩いたりょったりして床からダス

トが舞い上がった時の様子を不します Hオ主主章lIr昔

のようにゆっくり議きましょう ブラメシコは富士� 

は 床の清掃が休めて 清掃の在方に� 

も工夫が要ります。 jをのお勧めは，ベタベタマ
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い掃除機もありますから，それを寵うのも臭いでしょう� 3 
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着物が認まりま これが剥がれてダストとなりま
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ッチングして取る仕掛汁がありま寸から，これの運営方
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4. 装寵む穣動部分か5のダスト

モータや動くステージなどからの発態が問認になりま

発塵のないパーツが開発されていますので¥ ゆ般に� 

はそのような対策品を用いています。

洗浄

洗浄については第ら副� (07年9月 で少し弛れまし

たc 今月は詳しく見ていきましょう� c Siウ ーハの洗浄

は，今なお� RCA洗浄が中心ですっ� 40年泣く前に，ブラ

ウン ガラス洗浄のために開発されたj完治方法が今も

ミていますe SC-l. SC-2と呼ばれゐ薬液が用いられま� 

成分や用 ;;;:. lにまとめました� SCとL、うのは� 

Standard Cleanの略ですαSC-l¥こは去のような洗浄効

耳さがあり.ゼータ電位と呼ばれる表面での負の電界によ

り競化物系のパーティクルi主義j離されますのこの様子を� 

i議3 しますじ� しかしi誌に， Al，Fe宅� Niなどの金属が日

付着しやすいという欠点があるようで注意を要しま

また，アンモニアやj品穣化水素は，使用中に蒸発して濃

度が変化しますから，これらの管潤も SC-2と

硫駿過酸化水表は，金属粒子の除去に有効です・0 続捜過

酸化水素は，アッシャでのレジスト剥離の残涯の除去に

もよく用いられていま� ツッ艇は，� SiO，除去に用いら

表1 RCA洗浄に用いられる液の特徴

駿化物系粒子は静穏的浜発力でSiから離脱する� 

[)03 SCィの液中の様子

ダスト粒子

ツッ酸処理で，表面のSi02上に


付着:していたダストが裁縫する

Si表閣の水素終端� 

関4 ブッ駿洗浄によるダスト剥離と水素終端の様子

れます。� Siは空気に敏れると表面が酸化しますので.

れの除去に用いられますが，アンモニアを加えたパッツ

アブッ駿や純水で薄めた希フッ擦もよく弱いられま

したダス表面に酸化膜ができ，そのど細Siま，41問� 

ト粒子が酸化膜とともに剥離する様子を説明したもので

また，ツッ駿込煙すると.� Si表爾に水素原子で、覆わ

となり，ぷをはとく援水性となります� (SiO，が

あると，水にi需れ牲の良い親水性となります}。

洗海装置

司洗浄に用いられる装践は，パッチ式. ワンJ¥ス

枚業式があります。最も 均支的に用いられて

いるのはバッチ式で噌� i に原理を示しま立15


ろ同の粍掲絞}。� 液i普と純水i替を願書に並べて


25枚lJ{ッチのウ ーハを浸i賞する� }j法で，連続


的に行いますから大義生箆にi勾いています。ただ

し.� lrilじ薬液を何授も使いますから. 々にダス� 

トが蓄積する欠点がありま� 。その点， i苅6のワ
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ンパス式や枚紫式は誌浄効燥が優
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ウ ーハをテブロン治共に入れて納lニデイヅブずる

れていま
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から，ダストは洗しえ恋されてしま

います。枚紫式は，凶6めように

ウェーハを しながら薬液をス
盟5 パッチ式RCA洗浄

フ。レ しますの 鴨れもダスト

がi注きれてしまいます。これらは洗浄効采は傑れていま

すが，薬液の使川量が多いのが欠点ですっこの対策とし

て，オゾン水と号フッ般を交々Jこスブレ る方法など

が属部で使用されています。オゾン になり， ブ

CIP.¥rラブ洗浄もあります。 などで，支出を員Ij，ると，自立

を作るのこのような183M誌で になりまQ

miじ一般 こ いられている純ぶ生成シスも重要

cv日程射というのは安この凶で，テム令問8(ニ示します� 

l f ためです 走芸能を:t して l:'i:う上ヲイヒするのと c
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、y もきわめて濃度のi漂いフッ 令用いますから，後処

期が簡単で環境に優しい方法です。

少し乱暴な方法ですが，染らかいブラシでこするスク

り

りカスや砥粒などが衣偏に付差していますが，これらを

スクラブするわけ 最近は， これに代わるジ ット

洗浄などもあります乞国7は， ノズんから と縄水の

ジエヅトがウニLーハ;こ吹き付けている

純水の生或

にまったく不純物が含まれていないと屯気掠誌は

水めようなま たく栄養分がないと忠われる も細

菌が繁嫡するのですから 冬 1見ガスペコ真空説会Lと� 

いうのは，純水中に どが溶け込んで、いると Siが

わずかに綬化されることがあるので.薮哀を設くために� 

入れています。 に炭酸ガスを人れる場合もあります c

これは， の電気抵抗が高くて絶縁物に近いので

静電気を� びやすくその対策です。 (RO; 
d
nRevとrsを� OsmosIsl を説明しておきましょう� 

のi 、イ等皮のような浮膜はイオンを返しますc

オンノkと低いイオン水があると，薄膜を通して謀議!支のM

Lミ方から薄い方ヘイオン� ります。 こ才し� 浸透圧と

Lミつ があるた� そこで，� にイヮ?ン濃度のfL~

~ \方へ人為的に1I:h~かけると， 、方から高い/ゴヘイ

薬液1…ゅ純水→薬液2→

純水…ゅ乾燥は蜜議iドで� 

l 

ワンパス式� 

(une Bath) 

国6 ウヱ ハ洗浄装置の

国ア 超音速2流体シ ヅト

純水，

」一/、

枚紫式スピン

窒素ガスと純水の

ジェット洗浄

おい主建物除去後カ

ージ低減

主金属汚染なし

島田E型化工業

ヲfンカZ移ります "のようにして.不純物濃浅の母い純

をさらに不純物議疫をドげることができるわけです。

最後の;f，� r)ッシャは. イオン交換樹脂のことで イ

オン{と怒れた:fi'機物そ しますハ|浪外ろ過は，ヰl

毅のブイルタでcv照射によって捻分子化しき ~::> 

た有能物などをろ� します。また，ユースポイントで夜

Lサ主した水� 再び味水へ送られて科部されます。

乾煉!とも色々工央が

には， と同じようにスピン乾燥が用いられ
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....-酬欄ー酬柵量四酬園田酬帽・酬欄  E 幽欄・皿棚田園酬帽ー酬棚田醐酬山由酬開園削除制幅削柵棚、

くちょっと脱線>越経水は飲むな?

人が普L惑の水を飲むと，持や騒の暗にミネラル分の栄養をうえるが，純水を飲むとミネラル分がないので悪

影響がある。と.立語刊に議論する人がし、ますっしかし，体内に人った給水は，車ちに色々な成分が溶け込ん

で.ぼや務に弾速するl時には純ノドではないので安心して飲んで良いのです。ただし，ミネラル分が入っていな

いので¥「おいしい本ω ではありませんc 薬局の欄にはお種組ぐらいの� f健康に良いお茶jが殺んでいま

全長p飲むと体調万全かも知れませんが，� 1I:lにバケツら杯ぐらい欽まなければなりません。最i止 水 素 �  r主体

内の老廃物である活性酸素を排出する宅と，マグネシウムらしきスティックをいただきました丸木に入れると

水素の詰が党生し，� fげか{本に良さそうな気がしています� 

L 四酬剛山田棚田園酬個 目酬 剛山 田酬 阻ー 酬 園田酬制四酬剛山田畑山田畑酬醐同欄欄同酬棚田園欄」

野村マイク� o・吟 fニにンスのRO膜

思8 純水生成システム

水滴� 

HSí03~ 

02 

Si (OH)4 

Si 

盟9 ウォータマーク生成のメカニズム

ますc ところが.� Si表面;こぶ演が付いていると，同9の

ように水滴中に機素とおが溶け込んでま圭裁を作り，乾燥

すると粍?誌の模様となります…ウォータマークと呼ばれ

るこの模械は係わすとかな去耐のi叫んと忠われますが，� 

jなの様総LSIでは電気特設に影響ナるため，あってはな

らないとされていますc ウォータマークをなくすには，

洗浄を窒素中で?丁えば良いわけですが，畿素のi見入を� 
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[g]10 マランゴニ乾燥の原理

全に防ぐのは同難なので，乾燥の際にIPえ(1'ソブロピ

ルアルコール)中で水滴が付かない工夫がされています

民110はマランゴニ乾燥といわれる方法で，純水の衣出

にIPAをと吹き付けて去而に� IPj¥泌を形成し，そこを通

って引き上げるウェーハには，;j(泌が付かないようにし

た)j法です。� IPAは水滴対読として右効ですが，発火牲

があるため科'JIJ!.を十分七二う必裂がありますc

おわりに

以上，洗浄について見てきましたが.最近はすフニ乙ーハ

の裏樹や端i両jのダストを開題lこしています。ウふーハを� 

i先うといえば� 見附純なT.裂と思われるかも知れませA

んが，色々なノウハウが要ります。他のリソグラブイ，� 

CVD.スッチング，イオン出入‘� CMP，パッケージなど

もそれぞれノウハウの削まりですc 半導体生保は，生序;

現駄の仁犬により，このような細かいノウハウの結み煎

ねで成り了/っているわけ� 
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